Agilent ICP-MS Journal

abril de 2020, Edicao 80

Pagina 1

Continuando a fornecer
suporte e informacgdes
para usuarios dos sistemas
ICP-MS Agilent

Paginas 2-3
Aimportancia da agua
ultrapura na analise de
produtos quimicos de
processos de semicondutores

Paginas 4-5
Introducao a alguns novos
recursos do software
MassHunter Agilent ICP-MS
Revisdo 4.6

Pagina 6

Celebrando uma
conferéncia de inverno
2020 bem-sucedida sobre
espectroquimica de plasma

Pagina 7

Centro de recursos de ICP-MS
atualizado com conteudos
educacionais incriveis

Pagina 8

Como aprimorar os webinars
sobre qualidade de dados;
Publicagbes mais recentes
de ICP-MS

Agilent

Trusted Answers

Continuando a fornecer suporte
e informacdes para usuarios dos
sistemas ICP-MS Agilent

Sao tempos dificeis, com muitas vidas gravemente perturbadas

e empresas e laboratérios fechados ou trabalhando sob restricdes
rigidas. De forma remota, ainda estamos coletando informagdes sobre
novas aplicagdes de ICP-MS, lancamentos de produtos e buscando
dicas e trugues, na esperanca e expectativa de tempos melhores por vir.

Enguanto isso, muitos dos recursos que vocé acessa para treinamento,
tutoriais de software, féruns de usuarios e suporte técnico ainda podem
ser acessados on-line, por meio da comunidade on-line Agilent Solucoes
digitais Agilent.

As orientagdes para otimizar e manter o seu ICP-MS Agilent podem

ser encontradas no centro de recursos em Recursos de ICP-MS Agilent.

Figura 1. ICP-MS Agilent 7900 e software MassHunter ICP-MS, verifique se ha atualizagdo
disponivel para a revisdo mais recente em seu sistema.


https://www.agilent.com/about/COVID-19/digital-solutions.html
https://www.agilent.com/en/promotions/icp-ms-resource
https://www.agilent.com/about/COVID-19/digital-solutions.html
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A importancia da agua ultrapura na analise de
produtos quimicos de processos de semicondutores

Kazuhiro Sakai’, Mitsuo Takizawa?, e Ed McCurdy', 'Agilent Technologies, Inc., 20rgano Corporation, Japao

Qualidade da égua na analise de semicondutores Tabela 1. Elementos em nivel de tragos em UPW do sistema
) R ) Organo Puric w, medidos usando o ICP-QQQ 8900.
A contaminagéo por elementos em nivel de tragos

durante a fabricagdo de semicondutores pode afetar as Elemento e DL (ppt) A5
propriedades elétricas da wafer de silicio, potencialmente L 7 0,05 <bL
criando defeitos e falhas do dispositivo. Produtos B n 0.69 371
quimicos de alta pureza e dgua ultrapura (UPW) séo Na 2 008 013
usados durante o processo de fabricagdo da wafer para Mg 24 0,01 001
minimizar o potencial de contaminagéo. Al 27 0,00 005
Os laboratdrios de controle de processo e qualidade « % 0,03 0,04
também exigem a UPW para realizar analise de C? 40 0,04 o4
ultratragos dos produtos quimicos de alta pureza usados n 18 012 <bt
na industria de semicondutores. Para medir baixas v o 001 001
concentragdes de analitos com precisao e confiabilidade, cr 52 014 024
€ necessario baixo nivel de sinal de fundo, portanto Mn 55 002 0.3
a contaminagao por elementos em nivel de tracos Fe % 033 <Dt
do diluente da UPW deve ser minimizada. co iy 0.00 0.00
A pureza da dgua normalmente se refere a auséncia de ;: Zg 22? 222
contaminantes organicos e inorganicos/iénicos. Quanto o o6 016 8,36
menor o nivel de impurezas, maior € a resistividade G % 007 oL
elétrica da agua, com uma resistividade tedrica '

L . As 75 0,00 0,00
maxima para a agua pura de 18,24 MQ-cm (megohms). ™ o 000 000
Os padrdoes SEMI amplamente utilizados na industria de ’ '
semicondutores usam o termo agua ultrapura (ou UPW) il 58 0,00 0,00
para a dgua com a mais alta pureza (>18 MQ-cm). al % 0.09 010

Mo 95 0,04 <DL
Os sistemas UPW em escala de laboratdrio estdo Ag 107 o1 013
disponiveis em fabricantes como Merck (Millipore), Organo cd 11 002 <DL
e ELGA. Esses sistemas usam uma série de cartuchos s 133 0.00 0.00
de osmose reversa (ROI),'deSior'wizador (DN e ultrafiltra(;éo 0 T84 002 oL
(UF)A para remover mqtena par{Uculada, gorﬁammantes 5b 208 003 oL
organicos, microrganismos e ions inorganicos. O processo 0 38 000 500
recebe fornecimento de dgua corrente normal (ou a fonte : :
de dgua em uma planta de fabricagdo de semicondutores)
e distribui UPW no laboratorio. contato com o recipiente ou com o ambiente laboratorial,
A Tabela 1 mostra as concentragdes de varios elementos 0 que pode afetar as soluges amostradas ao longo de
em UPW, produzidos pelo sistema Puric w fornecido pela perf(?dos de tempo prolongados, como as solugoes de
Organo Corporation, Japdo. Os elementos em nivel de enxague.
tracos que sao criticos para o setor de semicondutores
podem ser medidos em niveis abaixo de ppt usando os Porta de enxague por fluxo continuo
sistemas ICP-MS Agilent; nesse caso, o ICP-QQQ Agilent para o I-AS Agilent

8900. Em um ambiente laboratorial limpo e sem poeira, a
pureza da agua ultrapura deve permanecer alta. Porém,
pode ocorrer contaminagao com alguns elementos no

Os sinais de fundo podem aumentar devido a transferéncia
ou contaminagao do recipiente de enxague ou do ambiente
laboratorial. Isso pode ser evitado usando uma porta de
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enxague que recebe fornecimento constante de uma
solucéo de enxague fresca.

O fabricante do sistema UPW Organo desenvolveu um
acessorio de porta de enxague com fluxo dedicado para o
amostrador automatico integrado Agilent (I-AS) usado nos
sistemas ICP-MS e ICP-QQQ Agilent. O acessoério da porta
de enxague da Organo fornece UPW fresca do sistema
Organo Puric w UPW a porta de enxague do amostrador
automatico para lavar a sonda |-AS entre as amostras.

A porta de enxague por fluxo Organo é mostrada
conectada ao amostrador automatico I-AS na Figura 1.

Figura 1. Amostrador automético Agilent I-AS com sistema de porta de
enxague UPW Organo.

O boro (B) € um dos contaminantes em nivel de tragos
mais problematicos em laboratérios limpos. E um dos
primeiros elementos a ultrapassar a base de resina
dos sistemas de desionizagao de agua do laboratério;
portanto, pode ser dificil manter um sinal de fundo
consistentemente baixo para B na UPW. Além disso,
existem varias fontes potenciais de B, particuladas e
gasosas, em um laboratério limpo tipico.

Mesmo que as particulas aéreas sejam bem controladas,
a contaminacgao ainda pode ocorrer devido a solugdes
que absorvem compostos gasosos de B do ar do
laboratorio. As fontes de B incluem vidrarias de
borossilicato e fibras de vidro de borossilicato usadas
em filtros de ar particulado de alta eficiéncia (HEPA).
A decomposic¢ao ou ataque acido desses materiais
pode liberar compostos volateis de B, que podem ser
absorvidos pelas solucdes deixadas em frascos ou
recipientes abertos. Esse processo leva a um aumento
gradual dos niveis de branco.

A contaminacao da UPW por B em um laboratério limpo
foi avaliada na sala limpa da Agilent. A concentracao de
B em uma garrafa com UPW foi medida periodicamente
usando o ICP-QQQ Agilent 8900. O nivel de B na UPW da
porta de enxague por fluxo Organo no I-AS também foi
monitorado. Os dados foram coletados por 6 horas e os
resultados sao mostrados na Figura 2.
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Figura 2. Nivel de boro (ppt) no branco na UPW da garrafa (azul) e da
porta de enxague por fluxo (laranja).

A Figura 2 mostra que a contaminagao do ambiente
laboratorial aumentou o nivel de B na UPW na garrafa.

A concentragao de B na UPW fornecida pelo sistema

da porta de enxague por fluxo permaneceu estavel sem
contaminagao. A comparagao mostra a importancia

de trocar regularmente a UPW da garrafa de enxague,
trocando manualmente a garrafa de enxague ou usando
um sistema de porta de enxague por fluxo.

O sistema de portas de enxague por fluxo Organo para
I-AS esta atualmente disponivel no Japao, China, Coreia
do Sul, Taiwan, Singapura, Malasia, Tailandia, Vietna

e Indonésia.

Conclusao

Os instrumentos ICP-MS e ICP-QQQ Agilent podem medir
niveis muito baixos da maioria dos elementos, com DLs

e BECs normalmente na faixa de sub-ppt. Porém, DLs e
BECs baixos s6 podem ser mantidos se uma UPW de alta
qualidade estiver disponivel para diluigado da amostra e
preparacao dos padroes de calibragado. A contaminagao
das solugbes de enxague pode ser evitada usando a
solugéo de porta de enxague por fluxo de forma continua.

Mais informagdes

www.organo.co.jp/english/products/ultrapure-water/
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Introducgao a alguns novos recursos do software
MassHunter Agilent ICP-MS Revisao 4.6

Glenn Woods e Ed McCurdy, Agilent Technologies, Inc.

Software de ICP-MS MassHunter

Todos os sistemas atuais de ICP-MS e ICP-QQQ Agilent
sdo controlados pelo software MassHunter ICP-MS.

A revisdo 4.6 (G7201C, rev.C.01.06) é a versdo mais
recente do software. E compativel com todos os sistemas
ICP-MS 7800 e 7900 e ICP-QQQ 8900, bem como com os
sistemas ICP-MS série 7700 e ICP-QQQ 8800.

0O MassHunter ICP-MS controla todos os aspectos de
configuragao de instrumentos, otimizacao, configuragao
de métodos, aquisicao e processamento de dados

e geracao de relatorios. Os métodos integrados pré-
configuram e as fungdes de otimizacao automatica
simplificam os fluxos de trabalho e minimizam erros.

Para laboratorios que normalmente seguem um fluxo
de trabalho analitico consistente, o ICP Go fornece uma
interface simplificada baseada em navegador para
controlar as operagdes de rotina.

Os médulos opcionais ampliam o poder do MassHunter
ICP-MS para aplicagbes avangadas. Essas aplicagbes
incluem especiagdo com LC ou GC, analise de
nanoparticulas e de célula Unica, QC automatizado durante
a corrida e funcionalidade de conformidade regulatoria.

Novos recursos no MassHunter ICP-MS revisao 4.6

Em cada nova versao, o MassHunter ICP-MS traz
recursos novos e atualizados para habilitar novas
aplicag®es, oferecer suporte a novos acessorios e
simplificar e otimizar fluxos de trabalho. Neste artigo,
destacamos dois dos novos recursos introduzidos na
revisdo 4.6 do MassHunter ICP-MS:

Novo recurso IntelliQuant que simplifica a
configuragao e melhora a visualizagao e a
interpretagéo dos dados semiquantitativos do Quick
Scan na analise de lotes de rotina.

Configuragoes editaveis para graficos de distribuigao
de frequéncia de sinal de nanoparticulas que
adicionam flexibilidade para medi¢des avancadas de
nanoparticulas unicas (sNP) e células Unicas.

IntelliQuant screening

O IntelliQuant é uma fungéo de verificagado simples de usar
que opera perfeitamente com os processos de andlise de
dados de aquisigao e quantificagdo do MassHunter ICP-MS.
O IntelliQuant é selecionado por meio de uma caixa de
selecdo nos parametros de analise semiquantitativa do
método de aquisicao, veja a Figura 1, na parte superior.

O IntelliQuant usa os dados do Quick Scan de massa total,
gue muitos usuarios rotineiramente coletam, para fornecer
informacgdes adicionais de amostra para seus métodos
quantitativos. O Quick Scan geralmente é adquirido no
modo de células de hélio (He); portanto, os analitos estéo
praticamente livres de erros causados por sobreposicdes
de fons poliatémicos. A adi¢do da aquisi¢do do Quick Scan
a um método é simples, selecionando a etapa de tune
apropriada nas configuragdes do método de aquisigao,
mostradas na Figura 1, na parte inferior.

Advanced Paramelers Data IntelliGuant
» O CuickSzan Data =
Tune Mode #1: He
Quick Scan a
Stabilization Time [sec] 0

Figura 1. Selegao do processamento IntelliQuant nos parametros de
andlise semiquantitativa (parte superior) e selegdo da etapa de tune
do Quick Scan (parte inferior).

Com o IntelliQuant, os dados do Quick Scan sao
processados automaticamente usando as informagodes
ja inseridas para o0 método quantitativo completo,
exigindo pouca ou nenhuma entrada do usuario:

As listas completas de analitos quantitativos/

padrdes internos (ISTD) definem automaticamente

os elementos usados para a calibragédo da curva de
resposta de massa e corregao do ISTD no IntelliQuant.

0 branco de calibragao (CalBIk) quantitativo completo
é automaticamente definido como referéncia para o
ISTD e os sinais de fundo do IntelliQuant.

As respostas do elemento medidas nos padrées
de calibragéo (CalStds) quantitativos completos
atualizam automaticamente os fatores de resposta
semiquantitativos especificos do lote.
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Figura 2. Superior e central: Mapa de calor da concentragéo de ICP-MS
MassHunter IntelliQuant e sinalizadores de discrepantes indicando
possivel sobreposigao espectral. Inferior: O espectro de massas
completo do Quick Scan permite a identificagcdo e confirmacéo de
resultados semiquantitativos para elementos nao calibrados.

Os resultados do IntelliQuant sdo exibidos em uma
tabela separada que pode ser acessada pelas guias na
parte superior do painel do lote da andlise de dados. Os
resultados sdo apresentados para todos os elementos
mensuraveis, exceto aqueles indicados como ISTDs.

Assim como a tabela de resultados, as concentragdes
em cada amostra sdo mostradas em um “mapa de
calor” da tabela periédica, Figura 2, na parte superior.
A segunda visualizagdo da tabela periddica indica
resultados "discrepantes” que podem ser afetados pela
sobreposigéo espectral, incluindo ions poliatbmicos,
interferéncias duplamente carregadas e sobreposigoes

Agilent ICP-MS Journal

de massa adjacentes. As visualizagdes no modo tabela
periédica fornecem uma viséo geral de interpretacgao facil
da composigao de cada amostra e quaisquer possiveis
fontes de erro.

Gréaficos de distribuigao de sinal de nanoparticulas Unicas

A anadlise de nanoparticulas Unicas é cada vez mais
interessante no monitoramento ambiental e de alimentos,
e no desenvolvimento de produtos em nanoescala
usados em materiais industriais, agricultura e produtos
farmacéuticos.

0 MassHunter ICP-MS Agilent, revisao 4.6, inclui controle
flexivel da intensidade ou da amplitude do intervalo de
amostragem para dados sNP, o que pode esclarecer a
distribuicao de particulas dos sinais NP medidos. A Figura 3
ilustra a nova funcéo de tamanho flexivel de intensidade.
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Figura 3. Gréficos de distribuigcéo de frequéncia para NPs de SiO,,.
Superior, intensidade constante. Inferior, intensidade ponderada.

O gréfico superior na Figura 3 mostra um grafico de
distribui¢éo de frequéncia usando tamanhos iguais

de intensidade para todas as taxas de contagem. No
gréfico inferior, foi usado uma proporgao ponderada de
intensidade, em que uma intensidade maior é usada para
taxas de contagem mais altas. A intensidade ponderada
mostra a variagdo do sinal mais claramente.
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Celebrando uma conferéncia de inverno 2020
bem-sucedida sobre espectroguimica de plasma

Chuck Schneider, Agilent Technologies, Inc.

Tucson, Arizona, EUA, 12-18 de janeiro de 2020

A Agilent teve uma semana movimentada na recente
conferéncia de inverno sobre espectroquimica de plasma,
com pelo menos um evento de cliente realizado todos os
dias de domingo a quinta-feira. A equipe apresentou o0s
novos sistemas ICP-OES Agilent 5800 e 5900 durante a
abertura da exposigao na noite de segunda-feira. No Boot
Camp de software, os clientes experimentaram as novas
versOes do software Agilent ICP Expert e MassHunter
ICP-MS . As oficinas praticas de software, projetadas
para aprimorar as habilidades em desenvolvimento e
otimizagao de métodos e geragao de relatérios, foram
muito bem recebidas por todos os participantes. No
primeiro seminario de almogo da semana, Paul Krampitz,
engenheiro de aplicagbes (AE) de ICP-OES da Agilent,
apresentou uma visao geral detalhada dos novos
sistemas de ICP-OES. Nos dois seminarios de almogo do
ICP-MS, Bert Woods e Craig Jones, os AEs de ICP-MS da
Agilent, falaram sobre os ultimos desenvolvimentos do
ICP-MS de quadripolo simples (SQ) e triplo quadrupolo
(ICP-QQQ). Agradecimentos especiais a Sara Erhadl, da
Mayo Clinic, que fez a apresentacao principal na reunidao
do grupo de usuarios do ICP-QQQ. Com apenas mais
uma palestra da equipe de desenvolvimento do ICP-

MS da Agilent, realizada por Tomoyuki Yamada, houve
bastante tempo para uma troca de informacgdes mais
informal. Na noite de quarta-feira, os convidados do
evento de agradecimento aos clientes da Agilent viajaram
de 6nibus para o The Rail Yard, no centro de Tucson,
onde os convidados desfrutaram de alimentagao,
bebidas, musica e jogos de bar.

21° conferéncia em séries bienais

Desde a primeira conferéncia de inverno sobre
espectroquimica de plasma, em 1980, a conferéncia
permaneceu um evento importante no calendario. Este
ano, cerca de 500 representantes viajaram para Tucson de
todas as partes do mundo para discutir desenvolvimentos
em espectroquimica de plasma. Os temas populares
incluiram analise de nanoparticulas Unicas e células
Unicas, pesquisa em ciéncias bioldgicas, ablagao a

laser, razao isotopica e diluicao isotdpica e especiagao.

O ICP-MS de triplo quadrupolo continua sendo o0 assunto
mais importante de instrumentagéo de plasma.

Uma revisao das apresentagoes dos posteres

Bioimagem, metalémica, andlise de especiagdes,
bioldgica, pesquisa clinica, produtos farmacéuticos,
alimentos, nanoparticulas e instrumentagéo foram as
principais areas de aplicagdo, como mostra a revisao dos
pOsteres. A revisdo também mostrou que os sistemas
Agilent de ICP-OES, ICP-MS e ICP-QQQ foram usados

em quase 40% de todos os posteres:

Equipe internacional de especialistas

Representantes das equipes de marketing e P&D da
Agilent de ICP-MS, ICP-OES e MP-AES se juntaram

aos colegas da América do Norte. Entre eles, a equipe
apresentou mais de 20 p&steres ou apresentacdes orais,
e a Agilent realizou seis eventos diferentes para clientes.

Com vistas para o futuro: A Conferéncia europeia de
inverno sobre espectroquimica de plasma acontecera em
Liubliana, na Eslovénia, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro
de 2021.


https://ewcps2021.si/
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Centro de recursos de ICP-MS atualizado com
conteldos educacionais incriveis

Gareth Pearson e Kate Lee, Agilent Technologies, Inc.

Introdugao

O centro de recursos de ICP-MS Agilent torna mais

facil manter-se atualizado com as melhores praticas
recomendadas para manutengao e operagao de
instrumentos. Fornecendo acesso instantaneo a videos
praticos, procedimentos de manutengéo, oportunidades
de treinamento e muito mais, ajudamos vocé a obter
otimos resultados de ICP-MS e a evitar tempos de
inatividade dispendiosos.

Esta € a terceira atualizagdo do centro de recursos de
ICP-MS. Desde o seu langcamento em 2017, o centro
foi visitado muitas vezes por clientes que buscam
informagdes técnicas e orientagdes.
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Novo contetdo: Centro de aprendizagem de
espectroscopia atémica

O centro de aprendizagem é uma plataforma na qual
0s usuarios podem acessar o conteldo do e-learning e
acompanhar o progresso do aprendizado.

Atualmente, a Agilent esta oferecendo um curso

de acesso gratuito sobre introdu¢do de amostras
(atualmente disponivel). Trés outros médulos estaréo
disponiveis no final de 2020, abordando configuragbes
especificas para aplicagdes, aplicagdes pontuais
detalhadas e entrevistas com um especialista.

https://www.sepscience-spectroscopytutorials.com/
courses/atomic-spectroscopy-learning-hub/

Novo contetdo: Guia de selegédo do cone de
interface

@
T

O guia de selecao permite que vocé selecione
rapidamente o cone ICP-MS correto para a sua aplicagdo
e modelo de instrumento.

- @
&)

O guia apresenta 0 novo cone de amostragem com
ponta de Pt e banhado em Ni (G3280-67142), que reduz
a corrosao ao analisar amostras em acidos fortes, como
a agua régia. O novo cone aumenta a vida Util, simplifica
a manutengéo e aumenta a produtividade. https://www.
agilent.com/en/promotions/icp-ms-cone-selection-guide

Saiba mais

https://www.agilent.com/en/promotions/icp-ms-resource
Ou busque na Agilent.com pelos recursos de ICP-MS.


https://www.agilent.com/en/promotions/icp-ms-resource
https://www.sepscience-spectroscopytutorials.com/courses/atomic-spectroscopy-learning-hub/
https://www.agilent.com/en/promotions/nickel-plated-cones
https://www.agilent.com/en/promotions/icp-ms-cone-selection-guide

Série de webinars sobre como melhorar a qualidade dos dados de ICP
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Nesta série de trés webinars organizados pela Spectroscopy, os especialistas da
Agilent apresentardo algumas maneiras praticas para identificar e entender as
fontes de erros nos dados do ICP-MS e do ICP-OES. Examinaremos os beneficios
e as limitagbes de algumas abordagens comuns usadas para monitorar

a qualidade dos dados. E apresentaremos a mais recente instrumentagéo

e estratégias que os usuarios podem usar para solucionar alguns erros comuns.

Junte-se a nés nesta série de webinars, enquanto buscamos:
Identificar as fontes de erros nos dados do ICP-OES e ICP-MS.

Resolver erros comuns e melhorar a qualidade dos dados em aplicagdes
de ICP.

Revelar abordagens para lidar com os desafios de aumentar o alcance
dos métodos de ICP para novas aplicagées, novos tipos de amostras
e contaminantes emergentes.

Saiba mais e registre-se em:
Série de webinars da Agilent sobre erros e interferéncias no ICP-OES e ICP-MS

Ultimas publicagdes de ICP-MS Agilent

+ Nota de aplicagéo: Elemental Impurity Analysis of Sterile Artificial Tear Eye
Drops Following USP <232>/<233> and ICH Q3D/Q2(R1) Protocols on the
Agilent 7900 ICP-MS, 5994-156TEN

Nota de aplicacao: Direct Analysis of Ultratrace Rare Earth Elements in
Environmental Waters by ICP-QQQ: Measure emerging pollutants in river water
using the Agilent 8900 ICP-QQQ in MS/MS mass-shift mode, 5994-1785EN

Resumo de aplicagao: Analysis of 15 nm Iron Nanoparticles in Organic
Solvents by spICP-MS: Using the exceptional sensitivity and low background of
the Agilent 8900 ICP-QQQ, 5994-1747EN

Resumo de aplicagao: Routine Detection of Nanoparticles in Infant Formula
using Single Particle ICP-MS: Identifying 13 major and trace element-
containing nanoparticles using an Agilent 7800 ICP-MS, 5994-1748EN

Estas informagdes estdo sujeitas a alteragcdes sem aviso prévio.
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https://www.agilent.com/cs/library/applications/application-elemental-impurity-sated-7900-icp-ms-5994-1561en-agilent.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/applications/application_ultratrace_ree_icp-qqq-5994-1785en_us_agilent.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/applications/application_fe_nanoparticles_8900_icp-ms-5994-1747en_us_agilent.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/applications/application_nanoparticles_food_7800_icp-qqq-5994-1748en_us_agilent.pdf
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=MJHWEB&eventid=2250172&sessionid=1&key=E5878918E80B2CEBDD14F6E8165C816B&regTag=895677&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=MJHWEB&eventid=2250172&sessionid=1&key=E5878918E80B2CEBDD14F6E8165C816B&regTag=895677&sourcepage=register

	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button page 1a: 
	Button page 1: 
	Button page 6: 
	Button page 7: 
	Button page 7a: 
	Button page 7b: 
	Button page 7c: 
	Button1 page 8: 
	Button2 page 8: 
	Button3 page 8: 
	Button4 page 8: 
	Link image: 


